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fig 1 193nm Solid-State Laser Light Source System 

 

半導体露光装置用の光源として、固体レーザ

をシード光として用いたハイブリッド ArF レ

ーザを開発中である。これまで、1030nm ファ

イバレーザと光パラメトリック増幅(OPA)を用

いた1550nmレーザを使用した193nmレーザ光

源(fig 1)について報告してきた[1]。エキシマレ

ーザの放電持続時間を有効に利用するために、

193nm 出力光のパルス幅を 10ns 以上は伸ばす

必要がある。このため、シードレーザのパルス

長を伸長したレーザシステムを構築している。 

現在、1550nm の OPA 部の構築中であり、2

段階の OPA によって 1550nm 光を増幅してい

る。2 段合計で 4.3W の励起光により CW の

1550nm信号光 25mWを、10ns 以上にパルス化

した上で、2 段目で 900mW の 1550nm 光出力

が得られている。本レーザシステムの現状及び

今後の展望について報告する。 

 

 

fig 2 2nd OPA output power 
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